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メッキ浴の pH とメッキ速度との関係については、電位 pH 図より平衡論的にメッキ反応を推定
し、コバルト-錯体の溶存状態から理論的に解釈するとともに、ホウ酸添加の影響についても錯塩化
学的にその機構を明らかにし、新メッキ浴開発の理論的根拠を与えている。
メッキ速度の早い浴からえられた皮膜の磁気的性質がよいので、先に選定きれたメッキ浴がすべて
高保磁力磁性薄膜作成に好適となる。なおクエン酸含有の新メッキ浴ではコバルト皮膜に20%までの
ニッケルを合金化せしめることにより保磁力はきらに向上する。
以上の系統的な研究は、学術的に高く評価きれるとともに、工業的に貢献するところが大き1; )0 し
たがって、本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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